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要旨   

スパッタ装置を用いた光拡散薄膜の形成手法について検討を行りた冬 アルミの反応性スパッタ成膜実験や瀦礼走査型  

プローブ踵微綻表面観察より。数川m罰＼数′“mの範匝け粒子状の物質の堆積を確認した∴また∴危学特性とLて，ロJ‘視光城  

で分光透過率がほぼフラットであることを確認L七波長67011mにおける透過率52争い25％ヲ 反射平12％＼生調の膜を得た争  

より低プラズマダメージ化が図れると期待されている。ペニ  

スバッタ装置は準隠宅 ダーーボ分子ポンプを備え夕 成膜室  

の到達真空度は1“3×10誉pa以卜である。   

㌫2．スパッタ放電状態について   

光拡散層を形成するため，スパッタにより放出される物  

質が粒まてム状にガラス基板上に堆積形成されるよう斗 スパッ  

タ条件としてヲ Fig。2 に示す通牒雄）放電領域ではなくヲ  

Fig．3で示すように，一分間あたり杓2D［叶前後の間欠的に  

フラッシュ状に異常放電を生じる放電条件を設定Lた。  

∴  ㌻■1†、∵・∴   

一般にタ 光拡散ガラスは∴砂ずりによりガラスをスリ板  

にしたものぎ さらにスリ板をフッ化水素亡ニより処理したも  

のラ ガラス直＝二乳白色フイルムを貼り付けたものなどが市  

販されているb 本稿では∴光拡散カラスを投影スクリーン  

とLて利ノ朴さ「る場合にフ よりシヤ山プでコントラスト比を  

制御できる性能のものを日精し仁スパノダ装貰を招いてガ  

ラス英綾上に可視光城（約4〔）n㌧醐nrlm）近傍の粒径を有す  

る光拡散薄膜を形成する手法について検討をキト：〕たので  

報告する。  

2日 実験こ方法   

2巴1成膜装置について   

本業漱では夕 刻軽装署にヘリコンスパッタを撲斉した。  

㌻、甘1に患験装置の外観を示す仏 ノ＼1コンスパッタ装置ほ，  

カソー′′、・ドに‡そFコイルによる放電維持形式を採用してお  

り⊂ かノードう互傍プ）みでの故寵の局在化が可能で与 従来の  

、ドチ〕二平板タイプの形式と比致し基板の関与が少ないため 

Fig。望通常放電状態  

と‘ig∴う フラノシ⊥牲放電状態   rlgL 甜菜装置外観  

（i8  



‰3成膜方法選び条件   

夕、■J－ゲットには純アルミを用い，導入ガ、スは。アルゴン  

および酸素とL，アルミ酸化物を形成する反急性スパツタ  

の条件としたや なお∴カソーードへの電力供給はDC し直流  

とLた．基板来 光学研麿した石其ガラス基板をノ明しり∴  

主な成膜条件を7弧elに示す。  

て「able ユ 乳膜条件  
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2．4薄膜の評価   

石英農機夏二に成脱したアルミの反応性スパッタ瞳の評  

価方法をrI、abje2 に示すu  

Tabie2 膜の評価方法  

B  c  
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A   

r）  iO  15  
成膿時間（を亘）  

‡二き   

2〔き   25   30  

ぎ料6波長6「70mmにおける透過率敷反射率聯  

3日 実験結果選び考察   

3止1成膜条件と透過率吟反射率特性   

成膜時瀾をパラメ』鵬夕にした場合の成膜試料の外観を  

Fig．4にプ各試料の分光透過率。分光反射率特性をF転5  

にホすら 可視光城において，分光透過率がほぼフラットで  

あることを確認した魯また，Flg。6より波長670nmでの透過  

率52％－㌧25％，j夏射率ユ2ヲト′呈。5％の特性の騰が得られること  

が判っブ∴Lかし7単位時間あたりのフラッシュ状放電の  

間欠回数設走及び芦カソ山ドへのf）C印加電江◆電流値の  

設定はブターーゲットの状態により絶えず変化するため傲偏  

がイ三安定となりタ透過率〃反射率の値にバラツキを生 じた。   

なお かノ、一トにR手「（高周波）電力を印加したRドス  

パッダの場合及び∴痘常の放電状態の王〕ごスパツタでは，  

透過率。反射率ともに石英基板デw一夕からのノ変化が認めら  

れなかった。これは斡スパッタの影響及び＼た直鉦富力量減  

少等により成膜レーートが極端に低F－L∵ているものと考え  

n針7 ∠椚＝象汀叛Ⅳk料  

3J2 泰惑酵素表幻観察   

スパッタ温暖試料の表面形状はぎノヒ登型ブローブ鞍微税  

を低乳ノンコンタクトAF㍊圧十ドにて観察し／た   

n針7は試料○条件での表面形状観察結呆を示すご1＝  

盛りみⅧで用〃コの観察領域でp 数川m－い数′′用㌻灘購  

で校了ユ状の物質が堆積していることが確認できた∴まJ∴  

表面段差計による膜厚計測でほざ粒子突起部を除くハトース  

部分で約20（）nmであった   

， ：L  ∴  

f√主g。4 成膜試料外観  
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軋＋むすび   

ヘリコンスパッタ装置を用いたアルミの如邑性L）Cス  

パッタの馴莫実験によりぅ光拡散機能付加工必要な粒了▲状  

の成膜が叶能であることを確認Lたβ   

今後，放電状態の不安定性の解消を図るとともに拡散性  

について評価を行い，透過率1叉射率，㌍尉亨の利得㌢性を高め  

るため一 軒子▲掃。粒子分布の制御に着巨＝∴じ成膜条件∴夕  

｝ ゲット材等の検討を進める。  
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